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歯科用成分ナノ粒子ハイドロキシアパタイトの新しい研究成果
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　高機能美白歯みがき剤「アパガード」で知られている株式会社サンギ（本社：東京都中央区、
代表取締役社長：佐久間周治）は、2010年7月14日から17日までスペイン・バルセロナで行われ
る、第８８回国際歯科研究学会（International Association for Dental Research, 略称ＩＡＤＲ）
において、新しい研究成果を発表します。

　今回の研究発表は、サンギ自社で2件と、初めてサンギが協力した米国の大学チームで3件、
合計5件の発表となります。なお、米国の研究のすべてはヒトの口腔内で行った臨床データです。

　サンギが歯の主成分でリン酸カルシウム化合物である「ハイドロキシアパタイト」を歯みがき剤
に配合し、世界初の「エナメル質修復型歯みがき剤」を世に出してから今年で30周年。（最初の
商品「アパデント」は、1980年登場。）1993年、同成分は長年のラボ実験と小学校で行った臨地
試験の結果、当時の厚生省（現厚生労働省）よりむし歯予防効果が認められ、薬用成分「薬用
ハイドロキシアパタイト」（<mHAP>）として認可されました。

  当時同成分に三つのむし歯予防作用（歯垢の吸着除去、歯面のミクロの傷の修復、初期むし
歯の再石灰化）が認められ、サンギは以来その作用を含めて、ハイドロキシアパタイトの様々な
可能性について研究を重ねてきました。
  その一環として、2003年に同成分の粒子径を3桁から2桁のナノサイズに制御できるようになり
ました。(１ナノメーター＝１００万分の１ミリメーター)

　今回ＩＡＤＲで発表される研究成果は以下の通りです。今後サンギの新商品開発に反映され
ます。（各研究の実験方法などの詳細は、添付資料をご確認ください。）
　尚、米国の試験用に使用した歯みがき剤及び製剤は、全てサンギが提供しています。

　【第88回IADR　発表内容】　
　（１）むし歯予防効果で、<mHAP>配合歯みがき剤はフッ素配合歯みがき剤と同等　
　　　米国テキサス大学ヘルスサイエンスセンター、Ｂ.Ｔ. アマエチ教授ら研究チームは、３０名
　　　の被験者に、人工的に作成した初期むし歯のチップを口腔内に装着させ、3種類の歯みが
　　　き剤（<mHAP>配合歯みがき剤2種類とフッ素配合歯みがき剤1種類）を使用し、In Situ(
　　　口腔内試験)を実施。
　　　歯みがき剤で同じ再石灰化効果が得られました。（統計学的優位差はなかった。）
　　　尚、今回初期むし歯のチップ以外にも、健全なエナメル質チップで同様に試験し、<mHAP>
　　　配合歯みがき剤の使用で、脱灰を完全に防ぎ、むし歯予防効果があることが確認されました。

　　　この結果<mHAP>配合歯みがき剤は、フッ素配合歯みがき剤の代用品として有効である
　　　ことが実証されました。
　　　尚、これは<ｍHAP>配合歯みがき剤についての、初のIn Situ実証となります。
　　　　　　　　

　　【発表内容】　
　　※各研究の実験方法等の詳細は、添付資料をご確認ください。

　１．サンギ自社研究　（２件）
　（１）ナノ粒子ハイドロキシアパタイト（n-HAP）のう蝕原因菌（むし歯の原因菌）除去に関する研究
　　　菌吸着特性に優れたn-HAPの開発と、n-HAP配合製剤が実際に人の口腔内のう蝕原因菌
　　　量を減少させ、う蝕リスクの低減が図れること、また口腔内に存在する様々な細菌のうち、特
　　　にう蝕原因菌に対する高い吸着除去効果があることを、第80回（2002年3月）・第85回（2007
　　　年３月）IADRでそれぞれ報告した。
　　　今回はn-HAPの配合量が異なる製剤を用意し、配合量によるう蝕原因菌の吸着除去率効果
　　　についての研究成果を報告する。
　　　
　　　〔今後の可能性〕
　　　　口腔内のむし歯原因菌を選択的に、また強力に吸着除去する（むし歯予防効果の高い）
　　　　新タイプのハイドロキシアパタイト配合製品の開発が期待できる。

　（２）ナノ粒子ハイドロキシアパタイト（n-HAP）配合歯磨剤による象牙細管封鎖作用について
　　
　　　　n-HAP配合歯みがき剤が、象牙質表面に被膜層を形成し、知覚過敏の原因となる露出
　　　　した象牙細管を封鎖することは、第85回IADR（2007年３月）で報告した。　
　　　　またこの歯みがき剤にさらに硝酸カリウムを加えることで、封鎖性や表面被覆が向上する
　　　　ことは、第86回IADR（2008年6月）で報告した。
　　　　今回は象牙質表面に形成される表面被膜層について、薄膜評価用Ｘ線回折装置を使用　　　　　
　　　　し、新被膜層が実際に硝酸カリウム配合n-HAP歯みがき剤で形成されたものであるのか
　　　　を同定する研究成果を報告する。

　　　　〔今後の可能性〕
　　　　　知覚過敏をの原因となる「露出した象牙質」を修復（覆う）する、新しい知覚過敏用製品
　　　　　の開発が期待できる。
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（２）サンギ開発中の「むし歯菌除去システム」で、菌除去効果の実証に成功
　　これまでサンギは、口腔内のむし歯原因菌を除去することでむし歯を予防する、新しい
　　ホームケア剤の開発を進めてきました。
　　菌吸着特性に優れたnHAPとそのnHAP配合製剤を開発し、製剤が人の口腔内のむし
　　歯原因菌量を減少させることを、これまでは被験者の唾液中の菌数によって判断してい
　　ました。

　　今回はnHAP配合量が異なる製剤を用意し、８名の被験者に対し、歯面で作用させた後回
　　収したnHAP製剤側で菌数を検証。nHAPの菌吸着効果を実証した上、その効果がnHAP
　　濃度に依存することも確認できました。
　　　　　　　　
（３）ブリーチング中のエナメル質ダメージに対する、nHAP粒子の表面修復効果を検証　　　　
　　米国インディアナ大学歯学部、E. デシェパー教授ら研究チームは、４２名の被験者を対象と
　　して、現在サンギが開発中のnHAP製剤「Renamel After Bleach Conditioner（リナメルアフ
　　ターブリーチ用トリートメント）」を使用し、２週間の朝晩のブリーチング後、nHAP製剤とnHAP
　　無配合製剤を使用する２つのグループに分け、ブリーチングによるエナメル質表面の欠損（
　　ダメージ）修復について検証を行いました。
　　その結果nHAP製剤がブリーチングによるエナメル質表面のダメージ修復に有効であることを
　　実証しました。
　　・ブリーチング：過酸化水素などの製剤を使用した歯表面の漂白
　　　　　　
（４）ブリーチングによる知覚過敏の抑制効果を、nHAP配合製剤で効果検証　　　
　　ブリーチングは、エナメル質表面にダメージを与え、知覚過敏までも引き起こすことが知られ
　　ています。　米国インディアナ大学歯学部、Ｗ.ブラウニング教授ら研究チームは、４２名の
　　被験者を対象として、サンギが開発中の、ブリーチング後に使用するｎHAP製剤「Renamel 
　　After Bleach Conditioner（リナメルアフターブリーチ用トリートメント）」の知覚過敏抑制効果
　　について、検証しました。
　　被験者はｎHAP製剤とｎHAP無配合の製剤を使用する２つのグループに分けられ、痛いと
　　感じる日数に関しｎHAP製剤の抑制効果に優位差がみられました。

　　その結果、nHAP製剤は、ブリーチング中の歯のダメージによる神経伝達を、歯面を修復する
    ことで抑えることを実証しました。　　　　　

（５）知覚過敏抑制効果がある新たな成分の認可へ向け前進
　　これまでサンギは、知覚過敏を抑制する新しいnHAP配合歯みがき剤の開発に向け、ｎHAP
　　が露出象牙細管を封鎖すること、象牙質表面に新たな被覆層を形成することを実証しました。
　　また通常痛みの鈍麻作用のある薬用成分「硝酸カリウム」を製剤に加えることにより、封鎖性
　　や表面被覆層が向上することをつきとめました。
　　今回はそのメカニズムを更に解明する為、表面被覆層の観察を行い、これがハイドロキシアパ
　　タイトで形成されていることを実証しました。　また硝酸カリウム配合と無配合の２種類のｎHAP
　　配合製剤を比較分析したところ、硝酸カリウムがnHAPの溶解度（イオン化）に影響を与えてい
　　ることが示唆されました。

　　今後サンギは、更に検証を進め臨床を行う必要がありますが、今回の試験結果をふまえ、
　　ｎHAP配合歯みがき剤の新製品開発に向け、また一歩前進しました。

　　各試験の詳細は、添付資料をご確認ください。

　　　　　　　　　
　　

　　【発表内容】　
　　※各研究の実験方法等の詳細は、添付資料をご確認ください。

　１．サンギ自社研究　（２件）
　（１）ナノ粒子ハイドロキシアパタイト（n-HAP）のう蝕原因菌（むし歯の原因菌）除去に関する研究
　　　菌吸着特性に優れたn-HAPの開発と、n-HAP配合製剤が実際に人の口腔内のう蝕原因菌
　　　量を減少させ、う蝕リスクの低減が図れること、また口腔内に存在する様々な細菌のうち、特
　　　にう蝕原因菌に対する高い吸着除去効果があることを、第80回（2002年3月）・第85回（2007
　　　年３月）IADRでそれぞれ報告した。
　　　今回はn-HAPの配合量が異なる製剤を用意し、配合量によるう蝕原因菌の吸着除去率効果
　　　についての研究成果を報告する。
　　　
　　　〔今後の可能性〕
　　　　口腔内のむし歯原因菌を選択的に、また強力に吸着除去する（むし歯予防効果の高い）
　　　　新タイプのハイドロキシアパタイト配合製品の開発が期待できる。

　（２）ナノ粒子ハイドロキシアパタイト（n-HAP）配合歯磨剤による象牙細管封鎖作用について
　　
　　　　n-HAP配合歯みがき剤が、象牙質表面に被膜層を形成し、知覚過敏の原因となる露出
　　　　した象牙細管を封鎖することは、第85回IADR（2007年３月）で報告した。　
　　　　またこの歯みがき剤にさらに硝酸カリウムを加えることで、封鎖性や表面被覆が向上する
　　　　ことは、第86回IADR（2008年6月）で報告した。
　　　　今回は象牙質表面に形成される表面被膜層について、薄膜評価用Ｘ線回折装置を使用　　　　　
　　　　し、新被膜層が実際に硝酸カリウム配合n-HAP歯みがき剤で形成されたものであるのか
　　　　を同定する研究成果を報告する。

　　　　〔今後の可能性〕
　　　　　知覚過敏をの原因となる「露出した象牙質」を修復（覆う）する、新しい知覚過敏用製品
　　　　　の開発が期待できる。
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